
エバネッセント光を利用したナノ光造形法に関する研究
Study on nano‐stereolithography using evanescent light
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エバネッセント光を利用したナノ光造形法エバネッセント光を利用したナノ光造形法 ・三次元

生産性の高い一括面露光型マイクロ光造形法に着目し，エバネッセント光を露光
エネルギーとして適用する新しいマイクロ光造形法（ナノ光造形法）の確立を目指
す．
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ナノ光造形装置の開発ナノ光造形装置の開発
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・エバネッセント露光エネルギは樹脂硬化に充足
・単位積層厚さはサブマイクロメートルオーダ
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エバネッセント露光・硬化樹脂の剥
離積層例

定在エバネッセントエネルギを利用
した微細周期構造の一括造形例

理論解析で予想されたサブマイクロメートルでの単
位積層厚さを実現可能
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